Personnel de la Centrale
Chargé de mission pour MIMENTO 

Daniel Courjon (DR CNRS)

Responsable de la Centrale



Jean-Claude Jeannot (IR CNRS)

Responsable technique



Jean-Yves Rauch (IR UFC)

Ressource Dépôts de couches minces

Responsable : Jean-Yves Rauch – Ingénieur de Recherche UFC

Laurent Robert – IR CNRS

Jacques Vendeville – AI UFC

Ressource Photolithographie

Responsable : Laurent Robert – Ingénieur de Recherche CNRS

Denis Bitchene (masqueurs) – T CNRS

Ressource Gravure Chimique

Responsable : Pascal Blind – Ingéniur CTMN

Laurent Robert – IR CNRS

Ressource Gravure Plasma

Responsable : Jean-Claude Jeannot – Ingénieur de Recherche CNRS

Valérie Petrini – AI CNRS

Jean-René Coudevylle – IR UFC en CDD
Ressource Ecriture directe

Responsable : Michel Spajer – Ingénieur de Recherche UFC

William Daniau – IR CNRS

Roland Salut – IE UFC en CDD

Ressource Traitements thermiques

Responsable : Denis Bitchene – Technicien CNRS

Pascal Blind – Ingénieur CTMN

Ressource Caractérisation

Responsable : William Daniau – Ingénieur de Recherche CNRS

Patrick Delobelle (nano-indenteur) – IR CNRS

Virginie Blondeau Patissier (XPS) – MdC UFC

Valérie Petrini – AI CNRS

Michel Spajer – IR UFC

Nathalie Franquet – AI ENSMM
Ressource Implantation ionique

Responsable : Denis Bitchene – Technicien CNRS

Ressource Connectique et packaging

Responsable : Yannick Gruson – Ingénieur d’étude CNRS
Ludovic Gauthier – Manuel – AI UFC
Julien Thévenet – IR UFC en CDD

Ressource Matériau piézo massif

Responsable : Jean-Jacques Boy – Ingénieur de Recherche ENSMM
Daniel Thiébaut – IE ENSMM

Jean-Pierre Romand – AI ENSMM

Eric Andrey – T CNRS

Atelier pilote

Responsable : Michel Froelicher – Directeur du CTMN

Blandine Guichardaz – T CNRS

Eric Andrey – T CNRS

Thierry Barriére (micromoulage, microinjection) – MdC ENSMM

